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RESUMO

Com o avango tecnoldgico e a busca por novos materiais os filmes de carbono-
tipo diamante (DLC) sdo recentemente de grande interesse para grupos cientificos e
tecnologicos, isso deve-se as suas propriedades, como alta adesdo do filme aos
substratos metalicos, baixo coeficiente de atrito, diferentes formas e obtencdo em
grandes escalas. Este trabalho consiste na obtencdo de uma relagdo clara dos
parametros de descarga e geracao do plasma em fungao da alta tensdo de polariza¢do na
deposicao do filme de DLC em substratos de liga de Titanio (TigcAlsV) muito
empregada em aplicagdes espaciais e industriais. A deposi¢ao do filme foi realizada a
partir da técnica de deposicdo quimica na fase vapor assistida por plasma (Plasma
Enhanced Chemical Vapor Deposition - PECVD), esse método trata-se de uma
descarga em plasma de baixa pressdo utilizando uma fonte chaveada pulsada para a
geracdo do plasma e deposicdo dos filmes de DLC nos substratos. Uma mistura de
hidrocarbonetos, como por exemplo, o metano (CH,4), tolueno (C;Hg) ou acetileno
(C,Hy) foram utilizados como precursores para a deposi¢do de DLC com alta aderéncia
sobre o substrato de TigAlsV. Foram efetuadas algumas técnicas de caracterizagao,
como espectroscopia de espalhamento Raman, perfilometria e ensaios tribologicos que
avaliaram a qualidade dos filmes e adesdo com o substrato utilizado.
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